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. Contexte

Objectif: N-POEM
Concevoir, réaliser et caractériser des réseaux périodiques de nanostructures sur

films souples de grande surface pour des applications en électromagnétisme et

optique avec des fonctions d’'absorption microonde, de filtrage et d’antireflet.

B Résultats
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Démonstrateurs sur Si : application anti-reflet sur la gamme de longueur d'ondes 0,5 — 5 um
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Caractérisation optique de pyramides a un niveau: anti-reflet

Pyramides a deux niveaux: fabrication maitrisée, brevet en cours obtenu dans la gamme 3-5 um.
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Production scientifique (publications, brevets)

Submicron surface patterning by micro-contact printing on flexible substrate
K. Ferchichi et al., conférence Micro and NanoEngineering 2012

- Study of the behavior of flexible polymer films patterned by Nanoimprint Lithography Olivier

Desplats et al., conférence Micro and NanoEngineering 2012 . - Personnes impliquées:
- 1 brevet en cours de rédaction B. Viala, C. Dubarry, V. Brissonneau, J.B. Brickner, J. Le
- Workshop organisé le 14-15 janvier 2013 Rouzo, F. Flory, O. Desplats, A.K. Ferchichi, E. Grinenval
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